Redistribution de dopants dans
le Silicium Poly-cristallin
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Poly-silicium et dopants &7 £m?

> Intérét technologique:
les grilles des MOS sont en silicium poly-cristallin
Profil 3D apres traitements thermiques

> Problématique et phénoménologie l---»--~--'~""‘w
— Dopants: B, As ‘
~ (co)diffusion SRS B
— Ségregation el

-----------

— Croissance des grains
» Dimension du systeme: ~ 100 nm
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Méthodes d’'investigation 57 £m?

> Expeéerimentales

- diffractometrie rayons X, AUGER

- SIMS

- TEM,

- SCM, Nano Spreading Resistance
» Theoriques: simulations

- eéléments finis (FEMLAB)

- logiciel simulation procédés et propriétés électriques
(ISE)
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